
AOFA 16 – Arbeitstagung Angewandte Oberflächentechnik
DVG – 5th Symposium on Vacuum based Science and Technology

27. – 30. September 2010 in Kaiserslautern

Anmeldung zur Firmenausstellung

Institut für Oberflächen- und Schichtanalytik (IFOS) 
Trippstadter Str. 120
67663 Kaiserslautern

Bitte ausgefüllt zurück an: Fax +49 (0)631-20573-3003 oder
e-Mail: emrich@ifos.uni-kl.de

Name des Unternehmens / der Institution Adresse

e-MailKontaktperson

Ort / Datum Unterschrift / Stempel

Institut für Oberflächen- und Schichtanalytik (IFOS) GmbH 
Trippstadter Str. 120
67663 Kaiserslautern

Deutsche Vakuumgesellschaft DVG e.V.
Trippstadter Str. 120

67663 Kaiserslautern

Tagungstaschen

gewünschte Standnummer (siehe Standplan):          

Webpräsentation (Firmenlogo / Link auf beiden Tagungs-Homepages)

Anzeige im Book of Abstracts

schwarz/weiß
farbig

Einband: farbig

Sponsoring (Details bitte mit uns abstimmen!)

Blöcke und Stifte

Umhängeband für Namensschild (Lanyards)

Sonstiges

Eigene Kurzpräsentation der Produkte / Dienstleistungen

Standvariante I (7,5 m²)

Standvariante II (6 m²)

Individualvariante, Eigenbau (Größe/Preis bitte mit uns abstimmen!)

Anteilige finanzielle Beteiligung am Firmenabend (ca. EUR 150 – 200,-)

Seitenzahl:

Seitenzahl:

einseitig

EUR 200,- pro Seite

EUR 300,- pro Seite

EUR 700,-

EUR 1200,-

Wir möchten an der Firmenausstellung zur/zum AOFA 16 / DVG-Symposium teilnehmen.
EUR 1500,-

Die Anmeldung erfolgt verbindlich. Den entsprechenden Betrag bitten wir bis zum 30.04.2010 auf das 
Konto mit der Nummer 028 000 719 der Stadtsparkasse Kaiserslautern (BLZ: 540 501 10), IBAN: DE79 
5405 0110 0028 0007 19, SWIFT-BIC: MALADE51KLS, Kennwort Firmenausstellung, zu überweisen. Die 
angegebenen Preise verstehen sich zzgl. 19% gesetzl. Mwst.. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an 
Herrn Stefan Emrich (IFOS), Tel. +49 (0)631-20573-3322 bzw. emrich@ifos.uni-kl.de. Bei begründetem 
Rücktritt bis zum 31.07.2010 werden 80% der Kosten rückerstattet. Danach können Zahlungen leider nicht 
mehr erstattet werden.




